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В настоящее время силициды тугоплавких металлов, такие как MoSi2, Mo5Si3, WSi2  и другие, широко применяются в качестве высокотемпературных покрытий вследствие достаточно высокой коррозионной стойкости [1]. Данное свойство основано на  формировании на их поверхности защитной пленки из двуокиси кремния SiO2, которая препятствует проникновению кислорода к металлической подложке. Регулируя адгезию силицидных прослоек, фазовый состав защитного покрытия, его структуру, проницаемость и другие характеристики, можно управлять высокотемпературными свойствами изделий.
На дисилициде молибдена защитная пленка SiO2 формируется в результате окисления в первоначальный момент времени по реакции (1.1) [2]. После формирования пленки SiO2 на всей поверхности образца скоростноопределяющим процессом становится диффузия, и окисление дисилицида молибдена происходит по реакции (1.2).
2 MoSi2 + 7 O2 = 2 MoO3 + 4 SiO2




(1.1)

5 MoSi2 + 7 O2 = Mo5Si3 + 7 SiO2 




(1.2)

При температурах 1550–1800 °С защитная пленка SiO2 заполняет трещины в дисилицидном слое, увеличивая его жаростойкость. Уровень жаростойкости силицидов молибдена определяется скоростью формирования этой пленки, а эта скорость, в свою очередь, определяется температурой и концентрацией кремния, находящегося в пределах области гомогенности фазы MoSi2  [3]. Содержание же кремния в силицидном покрытии зависит от способа и температуры его формирования.

При выполнении работы путем двухстадийного диффузионного насыщения с промежуточным вакуумным отжигом были получены образцы молибдена с дисилицидым покрытием толщиной 50–240 мкм. Для формирования на поверхности дисилицида молибдена оксидного слоя образцы подвергались косвенному нагреву в воздушной среде при температуре 500 – 1850 (С в течение 5–60 часов. 
Электронно-микроскопический и рентгеновский анализ оксидного слоя, полученного на поверхности дисилицида в ходе низкотемпературного окисления, подтвердил присутствие в слое диоксида кремния, включений оксида молибдена и газонаполненных пор.  При высокотемпературном окислении при T>1500 (С  между слоями дисилицида и оксида кремния возможно образование низшего силицида Mo5Si3 в виде отдельной прослойки.

Вследствие диффузии кремния в молибден, усиливающейся с ростом температуры окисления, некоторое количество Mo5Si3 образуется и на внутренней границе молибденовой подложки и дисилицидного слоя, при этом в некоторый начальный период времени этот слой очень тонкий, и можно рассматривать границу между фазами MoSi2 и Mo. В дальнейшем слой Mo5Si3 прирастает по классическому квадратичному закону, что хорошо согласуется с уже известными данными [4].
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